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(57) В изобретении предоставляются шлифовальный круг и устройство для очистки субстрата.
Шлифовальный круг содержит слой с саморегулирующейся толщиной, а также основной слой и
шлифовальную пластину, соответственно прикрепленные на двух противоположных поверхностях
слоя с саморегулирующейся толщиной. Основной слой присоединен к шлифовальной головке.
Шлифовальная пластина контактирует с изделием, чтобы шлифовать и очищать изделие.
Слой с саморегулирующейся толщиной может деформироваться в зависимости от давления,
прикладываемого шлифовальным кругом к изделию, которое необходимо очистить, так, что
шлифовальный круг полностью контактирует с поверхностью изделия, которое необходимо
очистить, чтобы площадь очистки шлифовального круга достигала 100%, что может улучшить
скорость очистки изделия.
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